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ES 2812525713

DESCRIPCION
Proceso de elaboracion de placas con polimeros liquidos
Campo de la invencion

La presente invencion se refiere, generalmente, a métodos para producir elementos de impresion de imagenes en
relieve a partir de resinas fotopolimerizables liquidas.

Antecedentes de la invencion

La impresion flexografica se utiliza ampliamente en la producciéon de periédicos y en la impresiéon decorativa de
medios de envasado. Se han desarrollado numerosas formulaciones de placas de impresion fotosensibles para
satisfacer la demanda de un procesamiento rapido y econémico y de grandes tiradas.

Los elementos de impresion fotosensibles comprenden de forma general una capa de soporte, una 0 mas capas
fotosensibles, una capa desprendible de pelicula deslizante opcional y una lamina de recubrimiento protectora opcional.
La lamina de recubrimiento protectora esta hecha de plastico o cualquier otro material separable que pueda proteger la
placa o el elemento fotocurable de dafos hasta que esté lista para su uso. La capa desprendible de pelicula deslizante
se puede disponer de forma tipica entre la lamina de recubrimiento protectora y la(s) capa(s) fotocurable(s) para
proteger la placa de la contaminacion, aumentar la facilidad de manipulaciéon y para que actie como una capa
receptora de tinta. Después de la exposicion y el revelado, la placa de impresién flexografica de fotopolimero consiste
en varios elementos de imagen soportados en una capa base y anclados a un sustrato de soporte.

Las placas de impresion flexografica funcionan, de forma deseable, en una amplia gama de condiciones. Por
ejemplo, deberian poder transmitir su imagen en relieve a una amplia variedad de sustratos, incluidos cartén, papel
recubierto, papel de periédico, papel calandrado y peliculas poliméricas tales como de polipropileno. Es importante
que la imagen sea transferida rapidamente y con fidelidad en tantas impresiones como el impresor desee realizar.

Los elementos de impresion flexografica pueden fabricarse de diferentes formas, incluidas con polimeros de lamina y
mediante el procesamiento de resinas de fotopolimero liquido. Los elementos de impresion flexografica hechos de resinas
de fotopolimero liquido tienen la ventaja de que la resina no curada puede recuperarse de las areas sin imagenes de los
elementos de impresién y utilizarse para hacer otras placas de impresion. Las resinas de fotopolimero liquido tienen una
ventaja adicional en comparacion con el polimero de lamina en términos de flexibilidad, pues permite la produccion de
cualquier calibrado de placas requerido simplemente cambiando los ajustes de la maquina. Las placas se forman de forma
tipica colocando una capa de resina fotopolimerizable liquida sobre una placa de vidrio pero separada de la placa de vidrio
por un sustrato y/o una pelicula de recubrimiento. La luz actinica, tal como la luz UV, se dirige contra la capa de resina a
través de un negativo. El resultado es que la resina liquida se reticula y cura de forma selectiva para formar una superficie
de imagen de impresién que imita la imagen del negativo. Después de la exposicion a radiaciéon actinica, la resina
fotopolimérica liquida polimeriza y cambia de un estado liquido a un estado sélido para formar la imagen en relieve
elevada. Una vez completado el proceso, se puede recuperar la resina liquida no reticulada (es decir, regenerar) de las
placas de impresion y recircularse hacia el proceso para hacer placas adicionales.

Las trazas residuales de resina liquida que quedan en las regiones de la resina que quedaron protegidas de la
radiacion actinica por las regiones opacas de la transparencia se eliminan a continuacion utilizando una solucién de
revelado. Las regiones curadas del elemento de impresién son insolubles en la solucion de revelado por lo que
después del revelado se obtiene una imagen en relieve formada por resina fotopolimerizable curada. La resina
curada es también insoluble en determinadas tintas, por lo que puede utilizarse en impresion flexografica. La resina
liquida fotopolimerizable también puede exponerse a la radiacién actinica desde ambos lados de la capa de resina.

Se han desarrollado diversos procesos para producir placas de impresién a partir de resinas de fotopolimero
liquido como se describe, por ejemplo, en la patente US-5.213.949 de Kojima y col, la patente US-5.813.342 de
Strong y col., la publicacién de la patente US-2008/0107908 de Long y col., y en la patente US-3.597.080 de
Gush y en el documento US-A-2012/082932 de Battisti y col.

Etapas tipicas en el proceso de elaboracion de placas de impresion con polimeros liquidos incluyen:
vertido y exposicion;

—_

(1)

(2) recuperacion;

(3) limpiado;

(4) postexposicion;

(5) secado; y

(6) eliminacion de la adherencia.

En la etapa de moldeo y exposicion, se pone un negativo fotografico sobre una placa de vidrio y se pone una pelicula
de recubrimiento sobre el negativo en una unidad de exposicion. Después, todo el aire se elimina mediante vacio para
que pueda eliminarse cualquier arruga del negativo o de la pelicula de recubrimiento. Después de eso, se aplica una
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capa de fotopolimero liquido y una lamina de soporte hasta un espesor predeterminado (es decir, una capa fina de
poliéster o de tereftalato de polietileno) sobre la parte superior de la pelicula de recubrimiento y el negativo. La lamina
de soporte puede recubrirse por un lado para unirse al fotopolimero liquido para servir como soporte de la placa
después de la exposicion. Se utilizan fuentes superiores y/o inferiores de radiacién actinica (es decir, luces UV) para
exponer el fotopolimero a radiaciéon actinica para reticular y curar la capa de fotopolimero liquido en las areas no
cubiertas por el negativo. Las fuentes superiores de radiacién actinica se utilizan para crear la capa base de la placa de
impresién (es decir, la exposicion posterior), mientras que las fuentes inferiores de radiacion actinica se usan para
exponer el fotopolimero a radiacion actinica a través del negativo para crear la imagen en relieve. El calibrado de las
placas de impresion puede fijarse colocando un vidrio de exposicidn superior a una distancia deseada desde un vidrio
de exposicion inferior después de dispensar fotopolimero liquido sobre el vidrio de exposicion inferior protegido.

Una vez completada la exposicién, se retira la placa de impresién de la unidad de exposicion, y el fotopolimero que no se
expuso a radiacion actinica (es decir, el fotopolimero cubierto por el negativo) puede regenerarse para su uso posterior. En
la elaboracién de placas de impresién con polimeros liquidos, la recuperacion de resina es un factor importante en relaciéon
con la produccién de placas de impresién de resina fotopolimerizable, porque las resinas utilizadas para producir las placas
son relativamente caras. En todas las areas no expuestas a la radiacion UV, la resina permanece liquida después de la
exposicion y puede recuperarse. En un proceso tipico, la resina sin curar se retira fisicamente de la placa en una etapa de
proceso, de modo que la resina sin curar pueda reutilizarse en la elaboracion de ofras placas. Esta etapa de
“recuperacion” implica de forma tipica rascar, aspirar o de otro modo eliminar el fotopolimero liquido que queda en la
superficie de la placa de impresién. La cubierta puede entonces retirarse de la placa. Esta etapa de recuperacion no solo
ahorra en costes de material de la resina de fotopolimero, sino que también reduce el uso y el coste de productos quimicos
de revelado y produce una placa mas ligera que es mas segura y mas facil de manejar.

Cualquier traza residual de resina liquida que queda después de la etapa de recuperacion puede eliminarse a
continuacién mediante lavado con boquilla o lavado con cepillo utilizando una solucién de lavado para obtener una
placa limpia, dejando atras la imagen en relieve curada. De forma tipica, la placa se coloca en una unidad de lavado
en donde se utiliza una soluciéon acuosa que comprende jabdn y/o detergente para eliminar cualquier fotopolimero
residual no expuesto. A continuacién, la placa se aclara con agua para eliminar cualquier solucién residual.

Después de completar la etapa de lavado, la placa de impresién se somete a varias etapas de postexposicion y
eliminacion de adherencia. La postexposicion puede implicar sumergir la placa en una soluciéon de agua y sal y
realizar una exposicion adicional de la placa de impresién a radiacion actinica (luz UV) para curar completamente
la placa de impresion y aumentar la resistencia de la placa de impresién. A continuacion, la placa de impresién
puede aclararse y secarse soplando aire caliente sobre la placa utilizando un calentador infrarrojo o poniendo la
placa de impresién en un horno de postexposicion.

Si se lleva a cabo, la etapa de eliminacion de adherencia puede implicar el uso de una unidad germicida (acabado
con luz) para asegurar una superficie de la placa totalmente exenta de adherencia. Esta etapa no es necesaria
para todas las placas, ya que algunas resinas pueden estar exentas de adherencia y, por tanto, listas para la
prensa de impresion sin necesidad de la etapa de eliminacion de adherencia.

Como se describe anteriormente, debido al coste material de los fotopolimeros liquidos, es deseable regenerar
tanto como sea posible del fotopolimero liquido durante la etapa de regeneracion. Por lo tanto, seria deseable
optimizar la cantidad de fotopolimero liquido que se puede regenerar.

La presente invencion se refiere a mejoras a la etapa de regeneracion del proceso de elaboracién de placas con
polimeros liquidos para producir de una forma mas eficaz y precisa elementos de impresién de imagenes en
relieve a partir de resinas de fotopolimero liquido.

La patente EP-A-0169294 describe una placa de impresion de resina y la preparacion de la misma. El documento US-
A-2012/0115083 describe una pelicula biodegradable para la elaboracion de placas de impresion flexografica y un
método para usar el mismo. La patente US-A-4.720.448 describe un método para fabricar una placa de impresién en
fotorrelieve usando un fotopolimero liquido. El documento US-A-2005/0211120 describe un aparato y un método para
revelar térmicamente placas de impresion flexografica. El documento US-A-2004/0219458 describe métodos y aparatos
para su uso en la elaboracién de placas de fotopolimero. El documento US-A-2006/0063109 describe composiciones
de pelicula de deslizamiento que contienen silicatos estratificados. El documento US-A-2011/0300398 describe un
método para producir una imagen en relieve a partir de una resina fotopolimérica liquida. El documento US-B-8.114.566
describe una composicion de resina fotosensible para impresion flexografica. EI documento US-A-2009/176176
describe una composicion de resina fotosensible para revelar con disolvente o bien térmicamente una placa de
impresion flexografica; comprendiendo la composicion de resina fotosensible una capa en una capa de soporte.

Resumen de la invencion

Es un objeto de la presente invencion proporcionar métodos mejorados para fabricar placas de impresion
flexografica a partir de fotopolimeros liquidos.
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Es otro objeto de la presente invencion mejorar varias etapas del proceso de elaboracion de placas para mejorar
la calidad y consistencia de la placa de impresion de imagen de relieve terminada.

Otro objeto adicional de la presente invencion es proponer un proceso para fabricar elementos de impresion en
relieve a partir de fotopolimeros liquidos sin la necesidad de eliminar el fotopolimero liquido no curado mediante
el lavado del elemento de impresién con agua u otro disolvente.

Con este fin, la presente invencién proporciona un método segun la reivindicaciéon 1 para fabricar un elemento de
impresion en relieve en un proceso de elaboracion de placas de fotopolimero liquido, en donde una capa de
fotopolimero liquido se aplica sobre una pelicula de recubrimiento colocada sobre un negativo sobre una platina de
vidrio y se aplica una lamina de respaldo sobre la capa de fotopolimero liquido; el método comprende las etapas de:
a) exponer selectivamente la capa de fotopolimero liquido a radiacién actinica a través del negativo para
reticular y curar las porciones de la capa de fotopolimero liquido y crear la imagen en relieve en la misma, en
donde las porciones de la capa de fotopolimero liquido no estan reticuladas y se curan;

b) regenerar las partes no curadas de la capa de fotopolimero liquido para su reutilizacion en el proceso de
elaboracién de placas, en donde la etapa de regenerar las partes no curadas de la capa de fotopolimero liquido
comprende:

i) calentar el elemento de impresion en relieve para reducir la viscosidad de las porciones no curadas de la
capa de fotopolimero liquido; y

i) retirar las porciones no curadas de la capa de fotopolimero liquido del elemento de impresién en relieve; y
c) soplar el elemento de impresion en relieve para eliminar cualquier fotopolimero liquido no curado que

quede sobre el elemento de impresion en relieve después de la etapa de regeneracion;
en donde las porciones no curadas de las capas de fotopolimero liquido se eliminan sin lavar el elemento de
impresion en relieve con agua u otro solvente.

Las caracteristica preferidas se definen en las reivindicaciones dependientes.
Descripcion detallada de las realizaciones preferidas

La presente invencién se refiere, generalmente, a mejoras en la etapa de regeneracién de un proceso de
elaboracion de placas de fotopolimero liquido.

Méas particularmente, la presente invencion se refiere generalmente a un método para fabricar un elemento de
impresion en relieve en un proceso de elaboracion de placas de fotopolimero liquido, en donde una capa de
fotopolimero liquido se aplica sobre una pelicula de recubrimiento colocada sobre un negativo sobre una platina de
vidrio y se aplica una lamina de respaldo sobre la capa de fotopolimero liquido; el método comprende las etapas de:

a) exponer selectivamente la capa de fotopolimero liquido a radiacién actinica a través del negativo para
reticular y curar las porciones de la capa de fotopolimero liquido y crear la imagen en relieve en la misma, en
donde las porciones de la capa de fotopolimero liquido no estan reticuladas y se curan;

b) regenerar las partes no curadas de la capa de fotopolimero liquido para su reutilizacion en el proceso de
elaboracion de placas, en donde la etapa de regenerar las partes no curadas de la capa de fotopolimero liquido
comprende:

i) calentar el elemento de impresion en relieve para reducir la viscosidad de las porciones no curadas de la
capa de fotopolimero liquido; y

ii) retirar las porciones no curadas de la capa de fotopolimero liquido del elemento de impresién en relieve; y
c) soplar el elemento de impresion en relieve para eliminar cualquier fotopolimero liquido no curado que

quede sobre el elemento de impresién en relieve después de la etapa de regeneracion. Las porciones no curadas de
la capa de fotopolimero liquido se eliminan sin lavar el elemento de impresion en relieve con agua u otro solvente.

Como se describe en la presente memoria, una capa de fotopolimero liquido se dispensa, se cuela o se desposita
de cualquier otra manera sobre un vidrio de exposicién que se ha cubierto con un negativo fotografico de una
imagen deseada y una pelicula de recubrimiento. El fotopolimero puede ser cualquier material que sea fluido
cuando no esté curado y que se endurezca cuando se exponga a longitudes de onda selectivas de radiacién
actinica. Dichas resinas fotopolimerizables se utilizan de forma muy habitual en la industria de la elaboracion de
placas de impresion de fotopolimero, por lo que son muy conocidas por los expertos en la técnica. Pueden
emplearse una 0 mas resinas o composiciones de resina fotopolimerizables distintas.

En la préactica de la presente invencion puede utilizarse cualquier resina fotopolimerizable liquido que sea un fluido cuando
no esté curada y que se endurezca cuando se exponga a longitudes de onda selectivas de radiacion actinica. Los
ejemplos de resinas fotopolimerizables liquidas curables incluyen las descritas en la patente US-3.537.853 de Wessells y
col, la patente US-3.794.494 de Kai y col, la patente US-3.960.572 de lbata y col y la patente US-4.442.302 de Pohl. La
resina liquida fotopolimerizable también puede incluir aditivos tales como antioxidantes, aceleradores, colorantes,
inhibidores, activadores, cargas, pigmentos, agentes antiestaticos, agentes retardantes de llama, espesantes, agentes
tixotropicos, agentes tensioactivos, agentes dispersantes de luz, modificadores de viscosidad, aceites de extension,
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plastificantes y antiadherentes, a modo de ejemplo y sin limitacién. Estos aditivos pueden premezclarse con uno o mas
monomeros 0 con otros compuestos que van a polimerizarse. Pueden incluirse también diversas cargas, incluyendo por
ejemplo, resinas naturales y sintéticas, negro de carbén, fibras de vidrio, serrin, arcilla, silice, alimina, carbonatos, 6xidos,
hidréxidos, silicatos, escamas de vidrio, bolitas de vidrio, boratos, fosfatos, tierra de diatomeas, talco, caolin, sulfato de
bario, sulfato de calcio, carbonato de calcio, 6xido de antimonio, etc., en la composicién de fotopolimero en cantidades que
no interfieran o de otro modo inhiban la reaccion de fotocurado u otras etapas en el proceso de elaboracion de placas.

La reaccion fotocurable puede iniciarse mediante radiacién actinica, que incluye, por ejemplo, varios tipos de luces UV.

Preferiblemente, la pelicula de recubrimiento que se pone sobre el vidrio de exposicién es una pelicula de
polipropileno orientado biaxialmente (BOPP), una pelicula de poliéster o una pelicula de tereftalato de polietileno
(PET) y es preferiblemente transparente a la radiacion actinica. Para ayudar a su retirada, la pelicula de
recubrimiento puede tratarse con un agente de liberacién, tal como un agente de liberacién de silicona u otro agente
de liberacién conocido en la técnica. Ademas, en una realizacién preferida, se aplica vacio sobre la pelicula de
recubrimiento para eliminar pliegues y mantenerla en su lugar sobre el vidrio de exposicion. Como se describe en la
presente memoria, la exposicion por imagenes a la radiacién actinica se realiza desde la cara frontal de la capa
fotopolimerizable e incluye la imagen o la pelicula negativa que se coloca sobre la capa de pelicula de recubrimiento.

Practicamente al mismo tiempo que se realiza la colada de la capa de resina fotopolimerizable, se estratifica un sustrato
sobre la capa de resina fotopolimerizable. Este sustrato puede comprender, preferiblemente, un material seleccionado
del grupo que consiste en peliculas de poliéster, peliculas acrilicas, resinas de acrilonitrilo butadieno estireno, resinas
fendlicas y combinaciones de una o mas de las anteriores, dadas a modo de ejemplo y sin caracter limitativo. Este
sustrato deberd ser transparente o translicido a la radiacion actinica. Ademas, si se desea, el sustrato puede tratarse
con una capa desprendible segun se describe anteriormente. Si el material de sustrato difracta la radiacion de
exposicién para transmitir la resolucién de la imagen, se puede usar luz colimada para superar la difraccion.

Si se desea, se puede crear una capa de suelo en la capa de resina después de estratificar el sustrato a la capa de
resina fotopolimerizable. La capa de suelo puede crearse exponiendo la capa de resina fotopolimerizable a radiacion
actinica a través del sustrato para crear una capa de suelo curada y reticulada sobre toda la zona adyacente al sustrato.

En la técnica se conocen varios medios para dispensar la capa de fotopolimero liquido en el negativo sobre la placa de
vidrio y para eliminar aire o gases atrapados en la capa de fotopolimero liquido de modo que no se formen burbujas de gas
en la capa de fotopolimero que afecten negativamente al rendimiento de impresién. Ademas, como se describe en la
patente US-3.597.080, puede proporcionarse un elemento calefactor para mantener la fluidez de la composicion de
fotopolimero liquido en la carcasa del tanque de almacenamiento y evitar que la composicion de fotopolimero liquido se
solidifique sobre una cuchilla provista para retirar el exceso de composicion de la placa de vidrio.

Se ha descubierto sorprendentemente que el uso de un elemento de calentamiento, junto con una tela absorbente
que entra en contacto con el material de la placa que contiene la imagen, mejora la retirada del material. Los
elementos de calentamiento sirven para reducir la viscosidad del material fotopolimérico liquido no curado
remanente y permite una mayor absorcion en el material de tela no tejida. La mejora es necesaria para
proporcionar un mayor rendimiento de calidad desde la placa de impresién completamente procesada

En una realizacion preferida, el elemento de impresion se calienta a una temperatura entre 40 y 220 °C, mas
preferiblemente a una temperatura entre 60 y 150 °C para reducir la viscosidad del fotopolimero liquido no curado.
La temperatura a la que se calienta el elemento de impresion dependera de la composicién particular del
fotopolimero utilizado en el proceso.

En una realizacion, el elemento de impresion se calienta a la temperatura deseada mediante un calentador
infrarrojo dispuesto adyacente al elemento de impresion para calentar el elemento de impresion y reducir la
viscosidad del fotopolimero liquido no curado. Otros tipos de calentadores también serian conocidos por el
experto en la técnica y también serian de utilidad en la practica de la invencion.

Una vez que practicamente todo el fotopolimero liquido no curado se ha retirado del elemento de impresién, el
elemento de impresién se sopla, opcionalmente con una tela, para eliminar el resto del fotopolimero liquido no
curado. Esta retirada puede acelerarse impregnando la zona no expuesta con una esponja u otro material
absorbente. Preferiblemente, la impregnacién se realiza mientras el elemento de impresién esta caliente.

Después de eso, el elemento de impresion puede someterse a varias etapas posteriores a la exposicion y/o para reducir la
pegajosidad. Por ejemplo, el elemento de impresion se puede sumergir en una soluciéon de agua y sal y someterse a una
exposicion adicional a radiacion actinica para reforzar la placa. También se puede realizar una etapa de reduccion de la
pegajosidad con una unidad germicida (luz de acabado) para garantizar una superficie de placa exenta de adhesién.

Por lo tanto, puede observarse que la regeneracion del fotopolimero liquido se puede mejorar calentando el

elemento de impresion de polimero liquido durante la etapa de regeneracion para reducir la viscosidad del
fotopolimero liquido sin curar de manera que se pueda retirar y reciclar fotopolimero liquido adicional en el proceso.
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También debe entenderse que las siguientes reivindicaciones tienen el fin de cubrir todas las caracteristicas
genéricas y especificas de la invencion descritas en la presente memoria y todas las declaraciones del alcance de
la invencion que por temas idiomaticos pudieran hallarse comprendidas.
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REIVINDICACIONES

Un método para fabricar un elemento de impresion en relieve en un proceso de elaboracion de placas de
fotopolimero liquido, en donde una capa de fotopolimero liquido se aplica sobre una pelicula de
recubrimiento colocada sobre un negativo sobre una platina de vidrio y se aplica una lamina de respaldo
sobre la capa de fotopolimero liquido, el método comprende las etapas de:

a) exponer selectivamente la capa de fotopolimero liquido a radiacion actinica a través del
negativo para reticular y curar las porciones de la capa de fotopolimero liquido y crear la imagen
en relieve en la misma, en donde las porciones de la capa de fotopolimero liquido no estan
reticuladas y se curan;

b) regenerar las partes no curadas de la capa de fotopolimero liquido para su reutilizacion en el
proceso de elaboracién de placas, en donde la etapa de regenerar las partes no curadas de la
capa de fotopolimero liquido comprende:

i) calentar el elemento de impresién en relieve para reducir la viscosidad de las porciones
no curadas de la capa de fotopolimero liquido; y

ii) retirar las porciones no curadas de la capa de fotopolimero liquido del elemento de
impresion en relieve; y

c) soplar el elemento de impresién en relieve para eliminar cualquier fotopolimero liquido no
curado que quede sobre el elemento de impresion en relieve después de la etapa de
regeneracion;

en donde las porciones no curadas de las capas de fotopolimero liquido se eliminan sin lavar el
elemento de impresion en relieve con agua u otro solvente.

El método segun la reivindicacién 1, en donde el elemento de impresién en relieve se calienta a una
temperatura de entre 40 y 220 °C.

El método segun la reivindicacion 2, en donde el elemento de impresion en relieve se calienta a una
temperatura de entre 60 y 150 °C.

El método segun la reivindicacion 1, que comprende, ademas, la etapa de someter el elemento de
impresion en relieve a una etapa de exposicién posterior.

El método segun la reivindicacién 4, en donde la etapa de exposicién posterior comprende sumergir el
elemento de impresién en relieve en una soluciéon de agua y sal.

El método segun la reivindicacion 5, en donde la etapa de exposicion posterior comprende realizar una
exposicion adicional del elemento de impresion en relieve a radiacion actinica.

El método segun la reivindicacién 4, que comprende el paso de secar el elemento de impresién en
relieve después del paso de exposicién posterior.

El método segun la reivindicacién 4, que comprende, ademas, una etapa de reduccién de la pegajosidad.
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